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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Muchos de los actuales materiales multifuncionales requieren de la modificación 

de sus superficies mediante la radiación láser con el fin de optimizar 

propiedades tales como fricción, resistencia a la corrosión y al desgaste, 

mojabilidad, entre otras. El presente curso busca entregar los conocimientos 

básicos de láseres continuos y pulsados que se utilizan en procesos de 

modificación de superficies. A su vez, se discutirán las principales técnicas 

aplicadas a modificar las propiedades de superficies funcionales. Finalmente se 

presentarán técnicas de ciencia de los materiales que permiten caracterizar 

propiedades relevantes de superficies, tales como topografía, cristalinidad y 

estado de oxidación. 

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

• Reconocer los principales fundamentos y técnicas que se utilizan 

actualmente para producir modificación de superficies utilizando láseres 

continuos y pulsados.  

• Adquirir conocimiento básico para interpretar resultados obtenidos mediante 

técnicas estándar de caracterización de materiales. 

 

III. CONTENIDOS 

 

Unidad I: láseres continuos y pulsados 

 

1) Rayos gaussianos 

2) Cavidades 

3) Funcionamiento del medio de ganancia a nivel microscópico y macroscópico 

4) Propiedades de la luz láser 

5) Tipos de láseres 

6) Generación de pulsos 

 

Unidad II: modificación de superficies 

 

1) Óptica física y geométrica 

2) Interacción de luz láser con la materia: modelos de Drude y Lorentz 

3) Interacción de luz láser con organismos biológicos 

4) Distribuciones de temperatura en películas delgadas y materiales sólidos 
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5) Procesos tecnológicos de láser: corte, perforación y soldadura 

6) Metalurgia de interferencia Láser (LIM) y procesos de pulsos ultra cortos 

 

Unidad III: caracterización de superficies 

 

1) Microscopía electrónica de barrido (SEM): fundamentos y alcances 

2) Microscopía de fuerza atómica (AFM): fundamentos y alcances 

3) Difracción de rayos x (XRD): determinación de fases cristalográficas y 

propiedades de películas delgadas 

4) Espectroscopia Raman: fundamentos e interpretación de espectros 

5) Caracterización química de superficies: espectroscopia de electrones Auger 

(AES) y fotoelectrones (XPS) 

6) Técnicas avanzadas: difracción de electrones retrodispersados (EBSD) y 

tomografía de sondaje atómico (APT) 

  

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

• Cátedra  

 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

 

• Asistencia, 

• Interrogaciones sumativas   

• Presentaciones orales 
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